Technické parametry
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Regionalni centrum specidlni optiky a optoelektronickych systémt - TOPTEC -

Elektronovy mikroskop pro kvalitativni analyzu povrchii
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i Nazev parametru Hodnota parametru Nabidka Zavaznost
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1 |Metody SEM a EDS v rezimu vysokého vakua ANO ANO podminka
2 |Metody SEM a EDS v rezimu nizkého vakua ANO ANO podminka
3 |Tlak v rezimu nizkého vakua >450 Pa ANO podminka
4 |Scintila¢ni detektor sekundarnich elektronti typu Everhart-Thornley ANO ANO podminka
5 Sc'intilaém' detektor zpétné odrazenych elektront (BSE) umistény v komote ANO ANO podminka
mikroskopu
6  |Energetické rozliSeni EDS detektoru <129 eV ANO podminka
7 | Aktivni plocha EDS detektoru 210 mm?2 ANO podminka
8  |Opticky systém s infracervenou kamerou pro pohled do komory ANO ANO podminka
9 | Akusticky systém ochrany proti kolizi vzorku s vnitfnimi ¢astmi komory ANO ANO podminka
10  |Urychlovaci napéti kontinualné ménitelné v rozsahu alespon 200 eVaz 30 kV ANO podminka
1 M([)torizované ovladany kompucentricky stolek na vzorky (sample stage) v 5-ti ANO ANO podminka
osach (X)Y,Z, R,T).
12 |Moznost naklapéni stolku se vzorkem v rozsahu alespon -80° az +80° ANO podminka
13 |Moznost kontinualni rotace stolku se vzorkem v rozsahu 360° ANO ANO podminka
X2 80mm
14 |Rozsah pojezdu stolku se vzorkem Y = 60mm ANO podminka
Z240mm
15 |Proud svazku v rozsahu alespon 1pAaz2uA ANO podminka
16  |Rozliseni pfi urychlovacim napéti 30kVv rezimu vysokého vakua <3nm ANO podminka
17 |Rozliseni pii3 kV v rezimu vysokého vakua <8nm ANO podminka
18 |Rozliseni pfi urychlovacim napéti 30kV v rezimu nizkého vakua <3,5nm ANO podminka
19 |Optické piimé zvétseni v rozsahu alesporn 2x az 1000000x ANO podminka
20  |Skenovaci rychlost (¢as/ obrazovy bod) v rozsahu alespor 20 ns az 10 ms ANO podminka
21  |Pocet portti komory mikroskopu pro instalaci detektorti 211 ANO podminka
22 |Vnitini pramér komory 2200 mm ANO podminka
23 ?ystém je p/i‘ipraven pro elektronovou litografii a ta je podporovana ANO ANO podminka
instalovanym softwarem.
4 Generator signalu pro vychylovani elektronového paprsku v litografickém > 50 MHz ANO podminka

rezimu umoznuje generovat pozice svazku s frekvenci




Systém je vybaven rychlym elektrostatickym zatmivanim paprsku s opakovaci

25 ) >8 MHz ANO podminka
frekvenci
26  |Sitka stopy v litografickém rezimu <10 nm ANO podminka
97 Licer]’tce litografického softwaru umoznuje pfipravu dat mimo mikroskopovy ANO ANO podminka
system.
28  |Drzak litografickych vzorkt ANO ANO podminka
29  |Volitelné rozliseni velikosti snimaného obrazu az do > 200 Mpixela ANO podminka
30 Podporované formaty obrazku: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, PGM, ANO ANO podminka
PPM
31 |Bitova hloubka obrazu >16 bit ANO podminka
Ridici PC pro préci se SEM:
- PC kompatibilni
-al n 8GB RAM
3 | 2 esPon ANO ANO podminka

- alespon 500GB diskového ulozisteé
- OS Windows 10 nebo kompatibilni
- monitor s tthlopiickou alespon 24", Full HD




